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TiTU LO DO PROJETO: |Caracterizacio de um Sistema de Deposicdo de Filmes Finos e Nanoestruturas por Magnetron Sputtering

Resumo Confocal MS Instrumentacao
O sistema Magnetron Sputtering € utilizado na aplicacoes com O Magnetron Sputtering Confocal denominado Confocal MS, fol O Sistema possui um software em Labview desenvolvido pelo antigo
deposicao de filmes finos, possuindo diversas aplicacoes, tals como montado e instrumentado no laboratério de superficies e bolsista, onde possul uma automacao que integra os dispositivos e opera o
fabricacbes de peliculas anti-risco, desenvolvimento de micro nanoestruturas (Labsurf) no CBPF. O sistema possuli 5 Confocal Ms de forma manual e automatica. Esse processo rende um padrao
sensores, aplicacOes optoeletronicas, implantes cirtrgicos, materiais magnetrons posicionados de forma confocal ao substrato e para e reprodutibilidade na fabricacao de filmes finos e nanoestruturas.
anticorrosivos e modificacoes em superficies de materiais, alterando garantir a uniformidade nos filmes, o porta substrato tem controle ____ -
aspectos como resisténcia, fadiga, dureza e stress. de rotacao. e ——— e e — P
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Magnetron Sputtering Confocal

Supervisério do Sistema [2]. I—

. =TI 'O processo Magnetron Sputtering Instrumentacdo do Confocal MS
R ¢ caracterizado quando um gas Confocal MS- 5 catodos
= - oo = Inerte como O argonio em uma O Confocal MS tem a funcionalidade em realizar codeposices, Uma aplicacao de IOT com arduino Nano (Internet of Things) foi sugerida
el ;: camara de vacuo e ionizado por um tratamento térmico ao substrato, desbaste ibnico, aplicacio de a0 projeto e assim fol montado um Datalogger para aquisi¢cao de dados de
— :: elétron confinado magneticamente Bias DC/RF e deposicdes em atmosfera reativa a forma a registrar a temperatura da agua na saida de cada catodo. Esse
s i By e acelerado por um campo elétrico oxigénio/nitrogénio. Possuindo um controle do vacuo gerenciado projeto mantém a integridade dos imas e alvos de um possivel
% e aplicado. ApoOs ser gerado um oor bombas mecanicas e turbomoleculares que chega a de 1° sobreaquecimento, pois 5 sensores DS18b20 realizam o monitoramento.
b I plasma 1onizado de argonio, os ions mtorr, o Confocal MS conta também com um sistema de

altamente energeticos Irdo
Processo Magnetron Sputtering [1]. oromover o arrancamento  ao
material do alvo, localizado no
catodo, sendo este polarizado
negativamente e a pulverizacao
deste material se dara no substrato
(anodo polarizado positivamente)
formando um revestimento, dando
origem a um filme fino.

refrigeracao dos catodos, evitando assim a degradacao de imas e
alvos durante o processo de Sputtering.
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